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円筒キャビティによるマイクロ波プラズマ生成の密度分布制御 

Density Profile Control of Microwave Plasma Generated by Cylindrical Cavity 
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我々は、マグネトロンに代わる固体マイクロ波源GHzと円筒キャビティを用い

たマイクロ波プラズマ生成法を開発している。Fig.1(b)の容器底部から観測したプラズマの発光分

布と、キャビティ内のマイクロ電界分布のシミュレーションの比較例を Fig.2 に示す。図のように

キャビティの高さと周波数を変えて m=1 や m=2 の共振モードを選択できる。Fig.1(a)に示すポー

ト P と Q から低周波Hzで振幅変調したマイクロ波位相差を同時入射すると

m=1モードをゆっくり回転できることを前回報告した。今回は石英面から 5cm下流で径方向に可

動のカーリングプローブ(CP)を用いて、この回転プラズマの電子密度の時分解測定を行った。得

られた半径 rと時刻 tの密度のデータ[Fig.3(a)]から、プラズマが剛体回転していると仮定し或る時

刻の電子密度の r-面（x-y面）内の分布を再構築した結果が Fig.3(b)である。発光写真(割愛)では

方向に一様な分布に見えるが、実は m=1の楕円状プラズマが回転していることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 (a) Cylindrical cavity for dual injection from P 
and Q.  (b) Cross-section of experimental apparatus. 

ff 

Fig.2 (a) m=1 and (b) m=2 mode excitation:  
upper; plasma images, lower; E-field distributions. 

Fig.3 (a) Time variation of electron density at fixed radial positions.  (b) Contour lines of electron density  
on x-y plane at a fixed time. GHzHz, Ar 1 Torr, P=Q=350 W, z=5 cm. 

第64回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2017 パシフィコ横浜)17p-315-11 

© 2017年 応用物理学会 07-157 8.1

 


